22° CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciénciados Materiais
06 a 10 de Novembro de 2016, Natal, RN, Brasil

304-247

DEPOSIGAO E CARACTERIZAGCAO DE NITRETO DE TITANIO EM SILICIO UTILIZANDO
DIFERENTES GAIOLAS CATODICAS
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Neste trabalho foram depositados filmes de nitreto de titanio em silicio pela técnica de deposicéo fisica de
vapor assistida por plasma(PAPVD) com gaiolas catédica gaiola baixa (GB), gaiola alta (GA) e gaiola
dupla (G2)para avaliar a influéncia na espessura do filme em fungdo dos parametros de deposicéo. Os
tratamentos das amostras foram realizados com o auxilio de gaiolas de titanio para temperaturas 300 0C e
350 OC com tempo de tratamento de 2h e 4h com uma atmosfera gasosade 25% de Nitrogénio e 75% de
Hidrogénio. Para caracterizar os filmes, fez-se usoda espectroscopia Raman e difracdo de raios X (DRX)
por serem técnicas ndo invasivas e nao destrutivas. Além de permitir a as andlises qualitativa, quantitativa
e cristalografica dasuperficie dos filmes. As anélises dos resultados confirmaram a formacgdo de filme fino
de nitreto de titanio para todas as condicdes de tratamento.
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